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ESTUDO DA UTILIZACAO DE DISSULFETO DE MOLIBDENIO (MOS2) EM
FILMES FINOS DE NITRETOS PARA APLICAGAO NA INDUSTRIA METAL-

MECANICA

Fernando Graniero Echeverrigaray (PIBIC-CNPq), Eduardo Kirinus Tentardini,
Israel J. R. Baumvol (orientador) - fgecheve@gamil.com

A lubrificacdo seca tem sido um importante desafio para a area dos novos materiais,
cujo objetivo sempre foi alcangar coeficientes de friccdo cada vez mais baixos com
materiais cada vez mais duradouros, isto €, mais aderentes e resistentes a maiores
gradientes térmicos, ambientes com atmosferas agressivas ou ambientes onde a
contaminacéao é fator indesejavel. A demanda por materiais com estas propriedades,
fez com que esta area de pesquisa se tornasse multidisciplinar durante as ultimas
décadas, principalmente com a necessidade cada vez mais evidente nas areas
relacionadas com a industria metal-mecénica. Dentre estes materiais, o principal
sucesso recai sobre o dissulfeto de molibdénio, que vem sendo utilizado ha bastante
tempo em aplicagdes industriais com excelentes resultados, e mesmo assim somente
nos ultimos dez anos, com a aplicagéo das técnicas PVD (Physical Vapor Deposition),
€ que se tornou possivel produzir filmes finos de boa aderéncia em substratos
metalicos. Com este panorama, os lubrificantes sdélidos foram e estdo sendo bastante
estudados. Dai a necessidade de fazer uma exploragao inicial, visando sua estrutura
lamelar, nas suas boas propriedades anti-friccionais, boa adesao e estabilidade
térmica e quimica. Esses materiais atuam em condi¢des extremas de aquecimento ou
resfriamento, onde lubrificantes liquidos comuns nao seriam adequados. O MoS2 ¢é
preparado através da compactacdo do pd para ser usado no equipamento de
evaporagao por “magnetron sputtering”. Os filmes obtidos por esta técnica possuem
um carater policristalino e vem sendo utilizados como impureza em filmes finos de
nitreto de titdnio (TiN) proporcionando a diminuicdo do coeficiente de atrito deste
revestimento, sem perder suas excelentes propriedades, como alta dureza e
resisténcia a corrosao, tornando o filme entdo mais apto para utilizacao em aplicacoes
onde existia atrito e, conseqlentemente, desgaste mecanico. Este trabalho repercute
na deposicao de filmes finos de TiN/MoS2 e na cristalinidade, fator relevante pelo qual
se obtém um filme com baixo coeficiente de atrito, em funcdo das propriedades
lubrificantes do MoS2 estarem relacionadas com a posi¢gdo dos atomos na estrutura
cristalina. Com o intuito de aprimorar o conhecimento na area de revestimentos
nanoestruturados, essa nova categoria de filmes multicomponentes de baixa fricgcao é
proeminente, tanto na comunidade cientifica, como no dominio industrial.
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